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CU Resin

Triskem International fligt seiner Produktpalette ein weiteres Resin
hinzu. Hierbei handelt es sich um das CU Resin, das genau wie das
Cl Resin aus unseren eigenen Forschungsarbeiten hervorgeht. CU
Resin wird fir die selektive Abtrennung von Kupfer, insbesondere fiir
die Abtrennung der Radioisotope Cu-64 und Cu-67 eingesetzt.

Das CU Resin wurde firr eine Reihe von Elementen charakterisiert, mit
Schwerpunkt auf solchen die in Zink oder angereicherten Nickel
Targets auftreten kénnen. Desweiteren wurde die Abtrennung unter
Verwendung verschiedener Sauren untersucht.

In einem pH Bereich von 2 bis 5 extrahiert Cu Resin selektiv Cu aus
HCI, HNO3 and H>SO., wéhrend der Uberwiegende Teil der moglichen
Stdrionen nicht zuriickgehalten wird. Fe wird ebenfalls zuriickgehalten,
jedoch zu einem wesentlich geringeren Teil. Die Selektivitat Cu/Fe,
Ocure Sinkt mit zunehmendem pH (acyre ~1000 bei pH 2 und ~70 bei
pH 5) (Abb.1).

D,, Cu resin - HCI

Abb. 1: Dw Werte von Cu und ausgewahlter Elemente auf CU
resin, HCI, variierende pH Werte (1).

Die Cu Retention ist generall sehr hoch bei pH Werten2. Bei pH
Werten kleiner 1 kann Cu vom Resin eluiert werden.

Hauptanwendungsgebiet des CU Resins ist die Abtrennung von Cu
Isotopen (z.B. Cu-64, Cu-67) aus bestrahlten Targets (typischerweise
Ni oder Zn Targets). Dementsprechend weist das Resin, neben einer
hohen Selektivitat fur Cu Uber Ni und Zn, eine grol3e Robustheit...
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Seit mehr als 4 Jahren ist
Triskem International eine
unabhangige Firma mit eigener
Produktion.

RegelmalRige Audits garantieren
die Qualitat unserer Produkte
und Dienstleistungen. Unser
Kundenservice und unser
Technischer Support stehen
ihnen fir alle etwaigen Anfragen
jederzeit gerne zur Verfiigung
und wir freuen uns lUber jeden
Vorschlag zur Verbesserung
unserer Angebote. Unser neues
ISO 9001-2008 Zertifikat finden
Sie auf unserer Webseite:

www.triskem-international.com.

Die Bedirfnisse unserer Kunden
und die Beobachtung des
technischen und
gesetzgeberischen Fortschritts
hatten einen deutlichen Einfluss
auf die Entwicklung unseres
neuen CU Resin, sowie auf die
anderen Informationen, die wir
ihnen in dieser Ausgabe gerne
vorstellen.

Wir hoffen, Sie wéhrend einer,
der auf Seite 4 aufgelisteten,
Konferenzen und Treffen
wiederzusehen und freuen uns
auf eine Diskussion mit Ihnen.

Céline Vignaud

(NACHSTE) SEITE 2 Verwaltungsdirektorin
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" Tricks und Kniffe

e TRU Resin und
Temperatur
In der Triskem Info N°4 haben
wir bereits darauf hingewiesen,
dass die beste
Arbeitstemperatur fir die
Verwendung des TRU Resins
20-25°C ist. Wir mochten Sie
noch einmal darauf hinweisen,
da wir kirzlich beobachtet
haben, dass es bei
Temperaturen >26°C zu
starken Ausbeuteschwankungen
kommen kann. Unterhalb von
18°C nimmt die Durchflussrate
stark ab und kann unterhalb 0,6
ml/min liegen.

e Vorkonditionierte Saulen
Seit Juni 2011 enthalten unsere
vorkonditionierten Saulen 0,01M
HNO3 (anstelle von 0,1M
HNO3) fur alle Resin Typen
auller Ni Resin. Dies andert
nichts an der Charakterisierung
des Resins, erlaubt jedoch eine
.bessere” chemische
Klassifizierung. Die genauen
Informationen befinden sich in
den entsprechenden
Sicherheitsdatenblattern.

e Lichtempfindlichkeit des
SR Resin
Kirzlich wurden wir darauf
aufmerksam gemacht, dass
unser SR Resin mit der Zeit
lichtempfindlich wird
(beobachtet bei SR Resin alter
als 3 Jahre). Aus diesem Grund
werden wir SR Resin zukunftig
in dunklen HDPE Flaschen
liefern.

...gegen die Stérung der Cu Retention durch Ni und Zn auf, wie Abbildungen 2a
und b zeigen. Selbst in Gegenwart von bis zu 1g Ni oder Zn pro g CU Resin
bleibt der Dy, Wert von Cu auf dem CU Resin hoher als 1000, selbst hohe
Mengen an Ni und Zn interferieren also nicht signifikant mit der Cu Extraktion.
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Abb. 2a: Cu Dw Werte auf Cu resin in HCI (pH 2) in Gegenwart unterschiedlicher

Mengen Ni (1).
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Abb. 2b: Cu Dw Werte auf Cu resin in HCI (pH 2) in Gegenwart unterschiedlicher

Mengen Zn (1).

Eine Methode zur Abtrennung von Cu aus Ni und Zn Targets wurde unter
Verwendung von simulierten Targetldsungen erarbeitet und optimiert (1, 3). Es
wurden dabei zwei unterschiedliche Arten von Ldsungen getestet, eine
simulierte Ni Targetldsung welche jeweils 10 pg Cu, Co, Zn und 200 mg Niin 5
mL HCI (pH2) enthielt, und eine simulierte Zn Target Losung welche jeweils 10
Ug Cu, Co, Niund 200 mg Zn in 5 mL HCI (pH2) enthielt.

Fur weitere Informationen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung. Bitte
schicken Sie uns ein e-Mail (contact@triskem.fr) oder besuchen Sie unsere
Webseite www.triskem-international.fr
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Fur beide simulierte Targetlésungen werden Ni, Zn und Co
quantitativ bereits beim Laden und im ersten Spulschritt
von der Saule gespilt, wahrend Cu zuriickgehalten wird.
Cu kann dann in einem kleinen Volumen (1 — 1,5 mL) 8M
HCI in hoher Reinheit und Ausbeute eluiert werden (2, 3).

Eine weitergehende Methodenoptimierung fiihrte zu der
in Abb. 3 gezeigten Methode (2). Diese Methode kann mit
erhohten Flussraten (z.B. Vakuum-unterstiitzt) verwendet
werden ohne dass lhre Trennleistung signifikant abnimmt.
Das Resin sollte mit maximal 1 mL/min geladen und Cu
mit maximal 1 mL/min eluiert werden, wahrend die
Spilschritte mit bis zu 6 mL/min durchgefuhrt werden
konnen. Die aufgereinigte Cu Fraktion kann somitin 3 — 5
min erhalten werden.

Rinsing step 1: 2 3 Rinsing step 2:
5mLHCIpH?2 3 mLHCIpH 2
Dissolved target: 1 4 Cu Elution:
1-2mL HCIpH 2 1-1.5 mL 8M HCI
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Abb. 3: Optimierte Cu Trennmethode (2).

Element Dekontaminationsfaktor
Ni > 20000
Zn > 40000
Ga > 10000
Co > 30000
Au > 30000

Tabelle 1:
Elemente (3).

Dekontaminationsfaktoren fiir ausgewahlte

Weiter Informationen zum Thema CU Resin finden sie unter:

@
http://www.triskem-international.com/de/iso_album/ft_resine_cu_de_101130.pdf . “e@
TRISHKEM™M
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Die bestimmten Dekontaminationsfaktoren sind
generell sehr hoch (Tab. 1). Die Cu Ausbeuten
betrugen rund 90% in 1 mL 8M HCI und > 95% in
1.5 mL 8M HCI; Cu kann somit nahezu quantitativ
in einem sehr geringen Volumen 8M HCI eluiert
werden.

Im Hinblick auf die sehr hohen Kosten einiger
Targetmaterialien, wie zum Beispiel Isotopen-
angereichertem Ni-64, ist es sehr wichtig diese
quantitativ zurtickzugewinnen. Die Experimente
ergeben, dass etwa 100% des Ni wahrend der
Probenaufgabe und des ersten Spulschrittes
eluiert werden, Ni wird quantitativ in einem kleinen
Volumen aufgefangen und kann somit leicht vor
seiner Wiederverwendung einer weitergehenden
Aufreinigung unterzogen werden.

Fur einige Anwendungen ist das erhaltenen Cu
Eluat moéglicherweise zu sauer, in solchen Fallen
(als Alternative zum Eindampfen der Cu Fraktion
und dem Auflésen in einem geeigneteren Medium)
ist es mdglich das Eluat unter Verwendung einer
kleinen Anionenauschersaule zu konvertieren bzw.
um zu konditionieren. Abb. 4 zeigt den
schematischen Trennverlauf dieses
Konvertierungsschrittes unter Verwendung eines
Anionenaustauscherharzes (AIX Resin). Dariiber
hinaus fuhrt der vorgestellte Zusatzschritt zu einer
weiteren Aufkonzentrierung des Cu und einer
weitergehenden Aufreinigung der Fraktion im
Hinblick auf Ni, Zn, Au und organische
Verunreinigungen.

Rinsing step 1: 2 3 Rinsing step 2:
0.6 mL 8M HCI < 0.2 mL water or saline solution
Loading
1 4 ion:
(Cu fraction from CU resin ): Cu Elution: ) X
1-1.5 mL 8M HCI 0.6-0.8 mL water or saline solution
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Abb. 4: Kovertierung der Cu Fraktion mittels
Anionenaustauscherharz, A8 Resin (Eichrom
Technologies), 100 — 200 mesh (2, 3).



Sollten Sie Interesse an friheren
Ausgaben unserer Triskem Infos
haben, so finden sie diese auf
unserer Webseite www.triskem-
international.com

Sollten Sie unsere Newsletter
nicht mehr erhalten wollen, so
benachrichtigen sie uns bitte per
e-mail (contact@triskem.fr) oder
Telefon (0033 2 99 05 00 09).

TERMINE

° 19th International Symposium on
Radiopharmaceutical Sciences — 28/08-
02/09/2011, Amsterdam (Niederlande)
http://www.isrs2011.org/

° 7th International Conference on Isotopes
—4-8/09/2011, Moskau (Russland)
http://www.isotop.ru/en/events/information-
for-participants/information-for-participants-
2/

° 3rd International Nuclear Chemistry
Congress — 18-23/09/2011, Palermo
(Italien)

http://3rdincc.mi.infn.it/

° Workshop: Gestione in qualita di un
laboratorio di radiometria: : applicazioni
della ISO 17025 — 29-30/09/2011, Urbino
(Italien)
http://www.anpeaq.it/urbino_2011.pdf

Wir aktualisieren regelmaRig unsere
Webseite, um Ihnen mitzuteilen, wo
sie uns antreffen kénnen.

I TRISKEM

Es wurde weiterhin getestet, ob die Methode auch fur andere Anwendungen
und Matrizes Anwendung finden kann (3). Es konnte gezeigt werden, dass Cu
aus bis zu 10 mL Meerwasser (auf pH 2 angeséauert) extrahiert werden kann.
Es konnte dann in 1 mL 8M HNO; nahezu quantitativ eluiert werden kann; es
wurde eine sehr reine Cu Fraktion erhalten (Abb. 5).
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Abb. 5: Elutionsstudie Cu gespikete Meerwasserprobe (3).
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IN KURZE: DGA Resin

DGA Resin, geeignet zur Abtrennung der Aktinide, insbesondere fir die
Americium Trennung verwendet, war bis jetzt in der PartikelgréRe 50-100um als
loses Material und in Form von Kartuschen verfugbar. Seit Juli 2011 ist DGA
auf Anfrage auch in der PartikelgroRe 100-150um verfligbar (DN-A). Dieses
Material ist zum Packen unserer Ublichen Saulen geeignet und erreicht eine
normale Flussrate unter Einwirkung der Schwerkraft.

Zur Packung der Saulen ist es notwendig das DGA Resin mindestens 12 Std. in
2-3M HNO3 quellen zu lassen. Bedingt durch die Saurekonzentration wirden
die vorkonditionierten S&aulen unter Gefahrguttransport fallen. Da dies unnétig
hohe Kosten fir unsere Kunden mit sich bringen wirde, haben wir bis auf
weiteres entschieden das DGA Resin, 100-150um nur als loses Resin zu
vertreiben.

Fir weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung.

TRISKEM INTERNATIONAL

Parc de Lormandiére Bat. C « Rue Maryse Bastié « Campus de Ker Lann ¢ 35170 Bruz « FRANCE
Tel +33 (0)2.99.05.00.09 « Fax +33 (0)2.99.05.07.27

www.triskem-international.com ¢ email : contact@triskem.fr
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